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Csフリーで効率的な負イオン生成を目指し

て，プラズマ支援触媒イオン化法を提案してい

る．これは放電プラズマ中の正イオンを金属に

照射して，照射裏面から負イオンを生成する方

法である[1,2]．本研究では，金属グリッド(アル

ミニウム合金 A5056，Mg 5%含有)表面で作ら

れた負イオン，放電プラズマ中から引き出され

る正イオンを磁場偏向型質量分析器によって

分析した． 

ラインカスプ磁場付きの角型真空容器中で，

熱陰極直流アーク放電によって水素プラズマ

を生成している(図1)．このバケット型水素プラ

ズマ源から，直流電圧Vpcが印加された金属グリ

ッドに正イオンが照射される．グリッド裏面か

ら2 mm離れた，直流電圧Vexが印加された引出

電極によって荷電粒子が引き出される．磁場偏

向型質量分析器の入口には直流電圧Vanが印加

されており，孔径1 mmの孔より荷電粒子が分析

器内へ加速入射される．入射された荷電粒子は，

1 cmの間隙で対向する電磁石コイルの鉄心間

の磁場印加領域で偏向される．偏向された荷電

粒子は，分割されたワイヤコレクタに到達して，

コレクタ電流が測定される． 

ワイヤコレクタ7を用いて，荷電粒子の質量

スペクトル測定した(図2，Van = 300 V(正電流測

定)，150 V(負電流測定))．負イオンが多く生成

されるVpc = Vex = 2 Vの場合(図2(a))，Bd = 112 

mT(H)，193 mT(H3
)を示している．またBd = 8 

mT(e)，84 mT(H)を示している．電子はプラ

ズマ電子である．なお，Hのエネルギーは300 

eV程度で，Hは150 eV程度であり，|Bd|に違い

が生じている．正イオンはH3
が多く，Hが少

ない．ガス圧を低くするとH3
が減少してH2

が

増加することが明らかになっているが，プロト

ン比はほとんど変えられない．Vpc = Vex = 50 V

の場合(図2(b))，Hの質量ピークは見られない．

Vpcによって正イオン照射エネルギーを制御し

ており，Hが生成される正イオン照射エネルギ

ーは10 eV未満であることが明らかになった． 
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図 1：実験装置． 

図 2：正負荷電粒子質量スペクトル， 

Vpc = Vex = (a)2 V(b)50 V． 
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